arbeitsstelle fir molekularelektronik

2. Internationales
Wissenschaftliches Kolloquium
~ Dresden, 8. bis 10. Oktober 1973
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 Mikroelektronische integrierte digitale und analoge
Schaltkreise auf der Basis von Silizium -
- Entwurf, Herstellung und MeBtechnik

=PROGRAMM




Programmiibersicht

Montag, 8. Oktober 1973

9.30 Uhr Plenarsaal Eroffnungsvortrag
10.35 Uhr Plenarsaal Themenkomplex:
Ausristungen,

Physikalische und chemische MeB- und
Untersuchungsverfahren

10.359 Uhr Festsaal Themenkomplex:

Schaltungsentwurf,
Fotolithografie

16.00 Uhr Jugendzimmer Problemdiskussion zu dem Thema:

Der Einsatz von (100)- und (111)-
orientiertem Silizium in der
Halbleitertechnik

Ende jeweils 18.00 Uhr

20.00 Uhr Empfang flur geladene Gaste

Dienstag, 9. Oklober 1973

8.30 Uhr Festsaal Themenkomplex:

Physikalische und chemische MeB- und

Untersuchungsverfahren,
Diinne Schichten

8.30 Uhr Plenarsaal Themenkomplex:

Fotolithografie
Dotierung,

Elekirische Messungen am FKS
Ende jeweils 17.00 Uhr

20.00 Uhr Festsaal Fodiumsdiskussion zu dem Thema:

Sind Grenzen der Mikroelektronik
erkennbar?

Ende gegen 22.00 Uhr

Mittwoch, 10. Oktober 1973

Themenkomplex:

8.30 Uhr Plenarsaal

Montage,

Sonstiges ' |
8.30 Uhr Festsaal Themenkomplex: e

EDV in Entwickl
Ende jeweils 17.00 Uhr

S

' 'n

|

Vormittag

9.30—10.15

10.15—10.35

10.35—11.20

11.20—11.30

11.30—11.50

11.50—12.00
12.00—13.30

Nachmittag
13.30—13.50

13.50—11.0C

14.00—14.20

14.20—14.30

14.30—14.50

14.50—15.00

15.00—15.30

Themenubersicht

Montag, 8. Oktober 1973

Plenarsaal

W. HARTMANN
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Physik und Mikroelekironik

Pause

Themenkomplex: Ausriistungen

K. DRESCHER
Arbeitsstelle fir Molekularelektronik, Dresden

Probleme der Enftwicklung von Halbleiterausriistungen

Diskussion

J. TREETZ
VEB Elekiromat, Dresden

Messung analoger integrierter Schaltkreise

Diskussion

Mittagspause

S. LANDGRAF
VEB Elektromat, Dresden

Hochproduktive und hochgenaue Justier- und
Belichtungseinrichtung

Diskussion

F. RINGEL, R. SPRINGER, P. WESTPHAL
Arbeitsstelle fir Molekularelekironik, Dresden

Automaltische Justierung und Lichtmengenregelung
fiir Justier- und Belichtungseinrichtungen

Diskussion

L. REISSMULLER
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Dichtheitspriifung an hermetisch verschlossenen
Bauelementen

Diskussion

Pause




Montag, 8. Oktober 1973

Plenarsaal

15.20—15.50

15.50—16.00

16.00—-16.20

16.20—16.30

16.30—16.50

16.50—17.00

17.00—17.20

17.20—17.30

17.30—17.50

17.50—18.00

Themenkomplex: Physikalische und chemische
Med- und Untersuchungsverfahren

CHR. KIRSTEN
Arbeitsstelle fiur Molekularelektironik, Dresden

Emmige Anwendungen des Rasterelektronenmikroskopes
in der Mikroelektronik

Diskussion

H. FLACH, 1. QUACK
Arbeitsstelle flir Molekularelektronik, Dresden

Beispiele der Fehleranalytik in Mikrobereichen

Diskussion

C.-E. RICHTER, M. TRAFPP
VEB Werk fur Fernsehelekironik, Berlin

Untersuchung von Si-Strukturen mittels
Sekundirionen — Mikroanalyse

Diskussion

V. LIEBICH, H. MAI
AdW Zentralinstitut fur Festkorperphysik und
Werkstoffkunde, Dresden

Untersuchungen zur massenspektrografischen Ubersichts-
analyse an diinnen Schichten mit der Einzelfunkentechnik

Diskussion

B. KOCH
Arbeitsstelle flir Molekularelekironik, Dresdern

Vergleichende Untersuchungen zur Ermittlung
von Profilkenndaten

Diskussion

e

Montag, 8. Oktober 1973

Festsaal

Vormittag

10.35—11.00

11.00—11.10

11.10-11.30

11.30—11.40

11.40—-12.00

12.00—12.10

12.10—-13.30

Nachmittag

13.30—13.50

13.50—14.00

14.00—14.30

14.30—14.40

Themenkomplex: Schaliungsentwurf

D. GARTE, U. PUMP, W. SCHWARZER
Arbeitsstelle fir Molekularelektronik, Dresden

Gegenwairtiger Stand und Weiterentwicklung der
Rechnerunterstiitzung des ftopografischen Entwurfs

Diskussion

I. POLAK
Tesla — VUST, Prag

Programmsystem fiir die Maskenbearbeitung
integrierter Schaltkreise

Diskussion

B. CARRARO
Arbeitsstelle fur Molekularelektronik, Dresden

Untersuchungen zum rechnerunterstiitzten
Leiterbildentwurf

Diskussion

Miltagspause

G. JORKE
Universitat Rostock

Synthese und Analyse logischer Schaltungen
mit dem Digitalrechner

Diskussion

Themenkomplex: Fotolithografie

H. BECKER, E. JAHN
Arbeitsstelle fur Molekularelektronik, Dresden

Uber die Einhaltung kritischer Strukturabmessungen
in der Fololithografie

Diskussion



Montag, 8. Okiober 1973
8 Dienstag, 9. Oktober 1973

Festsaal
14.40—15.00 H. HETTFLEISCH, D. MORAWSKI, S. SCHIEMANN Plenarsaal
VEB Werk fiir Fernsehelektronik, Berlin L
Untersuchungen iiber die Erzeugung von Strukfuren
zwischen 4 und 8 vm L. Vormillag
15.00—15.10  Diskussion 6.30— 850  B. HARTMANN
. Karl-Marx-Universitat, Leipzig
15.10—15.30 Pause Irgebnisse deir Desorpfionsspekirometrie
an orientierten Siliziumeinkristallen
15.30—15.50 K. KASCHLIK
VEB Carl Zeiss JENA e . .
Stand und Entwicklungstendenzen der Elektronen- aw e e
lithografie in der Mikroelektronik
_ _ 9.00— 9.20 K. BAUMANN, K. JEGERLEHNER
15.50--16.00 Diskussion Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
16 0ot@an K. SACHS, L. STEINHAUSER Aspekie der Ausbeutesteigerung im Zyklus I
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden
Das Elektronenstrahlgerit als Pattern-Generator 9.20— 9.30 Diskussion
in der Schablonenherstellung
. . | 9.30— 9.50 P. FRICKE
16.20—16.30 Disk .
ISKUSSIion | Arbeitsstelle fur Molekularelektronik, Dresden
16.30—16.50 P. WESTPHAL j Methoden zu StﬁftiﬁtenbeStimnlung
Arbeitsstelle fiir Molekularelekironik, Dresden .
Reliefschablonen — eine Moglichkeit zur Reduzierung d 9.50—10.00 Diskussion
der Defektdichte im fotolithografischen Prozef >
16.50—17.00  Diskussion | 10.00-10.20  Pause
F00=1%20 X JABS ' | 10.20-10.50  K.-E. EHWALD, K. LEHMANN, R. WIENECKE
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden -t VEB Werk fiir Fernsehelektronik. Berlin
auf hochauflosenden Fotoplatten . | in der Halbleitertechnologie
17.20—17.30 Diskussion
10.50—11.00 Diskussion
17.30—17.50 V. LISEC e o
Arbeitsstelle fur Molekularelektronik, Dresden )
Posiliv- oder Negativresist? Themenkomplex: Dunne Schichten
| e A 11.00—11.45 H. LIPPMANN
ugendadzimmer Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt
16.00—18.00 Problemdiskussion zu dem Thema: 1 Diinne Schichten in der Mikroelektronik
Der Einsalz von (100)- und (111)-orientiertem Silizium
in der Halbleitertechnik ' 11.45—12.00 Diskussion
Diskussionsleitung: Dr. CHR. KIRSTEN ;
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden - 12.00—13.30 Mittagspause



Dienstag, 9. Oktober 1973

Plenarsaal

Nachmittag

13.30—14.00

14.00—14.10

14.10—14.30

14.30—14.40

14.40—15.00

15.00—15.10
15.10—15.30

15.20—15.50

15.50—16.00

16.00—16.20

16.20—16.30

16.30—16.50

16.50—17.00

W. KRAMER, W. MEISTER
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Passivierungsschichten fiir FKS
Diskussion

I. PODMANICZKY

Forschungsinstitut fur die nachrichtentechnische Industrie
,FLIKIY, Budapest

Untersuchung der physikalischen und elektrischen
Eigenschaften von HCIl-Oxid

Diskussion

L.. FABIAN
VEB Elektromat, Dresden

Herstellung dielektrischer Oxidschichten durch chemiische
Dampfphasenabscheidung

Diskussion

Pause

P. GLASER, M. LENART, M. VIZKELETY
Forschungsinstitut fiir die nachrichtentechnische Industrie
SHIKI“, Budapest

Korrosionserscheinungen diinner Aluminiumschichien
Diskussion

J. TIMAR
Forschungsinstitut fiir die nachrichtentechnische Industrie

~HIKI“ Budapest
Herstellung von polykristallinen Si-Schichien

Diskussion

W. HELMERT
Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

Messung von Ionenstromen in diinuen Isolierschichten
mit der TVS-Methode

Diskussion

— . —— - —_— Mg =

Dienstag, 9. Oktober 1973

Festsaal

Vormittag

8.30— 8.50

8.50— 9.00

9.00— 9.20

9.20— 9.30

9.30— 9.90

9.50—10.00
10.00—10.20

10.20—-10.50

10.50—11.00

11.00—11.20

11.20—11.30

11.30—11.90

11.50—12.00

12.00—-13.30

P. ULLMANN
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Die Strukturierung von SiO:2-Passivierungsschichten
auf Aluminium

Diskussion

F. ERBE, R. FRANKE, H.-J. WECK
Arbeitsstelle fir Molekularelektronik, Dresden

Fotolackentfernung durch Plasma-Oxydation
Diskussion

Themenkomplex: Dotierung

L. BOTTGER
Arbeitsstelle fiir Molekularelektironik, Dresden

Untersuchungen zur Dotantendiffusion in
SiO2-Deckschichien auf Silizium

Diskussion
Pause

M. PFEIL
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Diffusion aus dotiertem Siliziumdioxid, hergestellt
durch CVD mit Silan und Dotantenhydriden

Diskussion

J. KVASNICKA, K. POSPISIL, B. TRYZNA
Tesla VUST, Prag

Problenie der hochreproduzierbaren Diffusion
von Dotanten des p-Types in Si

Diskussion

F. SIGMUND
Tesla VUST, Prag

Beitrag zur Problematik der Bordiffusion fiir
integrierte MOS-Schaltkreise

Diskussion

Mittagspause



Pienstag, 9. Okiober 1973

Festsaal

Nachmiltag

13.30—13.50

13.90—14.00
14.00—14.20

14.20--14.30
14.30—14.50

14.50—15.00

15.00—15.50

15.30—15.59

19.00—16.00
16.00—16.20

16.20—16.30
16.30—16.50

16.50—17.C0

10

M. SULI

Forschungsinstilut fur die nachrichtentechnische Industrie
JHIKIY, Budapest

Dic Untersuchung von Strukturen, die durch verschiedcne
Diffusionsmetholea heirges.ellt worden sind

Diskussion

M. SEIDLER, E. WOLF
AdW Zentralinstitut fur Festkorperphysik und
Werkstoffkunde, Dresden

Zur Gasphasendofierung von Silizium mit Phosphor,
Arsen und Antimon

Diskussion

K. ROGGE u. a.
VEB Werk fiir Fernsehelektronik, Berlin

Ionenimplantation — Anlagen und Verfahrenstechnik

Diskussion
Pause

Themenkomplex: Elekirische Messungen an FKS

K. MULLER, H. TRAUTMANN
Arbeitsstelle flir Molekularelektronik, Dresden

Methoden und Moglichkeiten der Tesiprogramm-
aufbereitung fiir komplexe logische Schaltkreise

Diskussion
D. GROSSE, K. LEHNERT

Arbeitsstelle fur Molekularelektronik, Dresden

Erfahrungen mit dem DDR-Standard TGL 24951 bei der
Zuverlassigkeitspriifung digitaler Festkorperschaltkreise

Diskussion

L. WAUER
Arbeitsstelle fir Molekularelektronik, Dresden

MeBtechnik zur Sicherstellung der Funktionstiichtigkeit
von TT{.-Schaltkreisen innerhalb des garantieciten
Arbeils‘emperaturbereiches

Diskussion

Dienstag, 9. Oktober 1973

¢

Festsaal

Abend

20.00 — 22.00 Uhr

Podiumsdiskussion zu dem Thema:

Sind Grenzen der Mikroelektronik
erkennbar?

Diskussionsleitung:

Prof. Dr.-Ing. habil. W. HARTMANN

Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik,
Dresden

11




Mitiwoch, 10. Oktober 1973

Plenarsaal

Vormittag

8.30— 9.00

9.00— 9.10

9.10— 9.30

9.30— 9.40
9.40—10.00

10.00—-10.10
10.10—10.30

10.50—10.50

10.90—11.00
11.00—11.20

11.20—11.39
11.30—11.50

11.50—12.00

12.00—13.30

12

Themenkomplex: Montage

E. ALIUS, J. LUDEWIG, H. WEBER
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Technologische und werkstofftechnische Probleme
bei der Montage von FKS in Anglastechnik

Diskussion

A. BEYRICH u. a.
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Neuere Ergebnisse bei der Suche nach besseren
Bondmethoden fiir FKS

Diskussion

P. FRICKE
Arbkeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Zum Stand der Entwicklung beim Ritz-Brechverfahren

Diskussion
Pause

Themenkomplex: Sonsliges

O. BENES, M. CERNOCH
Tesla - VUST, Prag

Die Reihe der integrierien MNOS-Schaltkreise

Diskussion

R. JASA, J. HOHERCAK, J. PEVNY
Tesla - VUST, Prag

Problematik zur Messung der integrierten
MOS-Schaltkreise

Diskussion

CHR. SPENNER
Arbeitsstelle fur Molekularelektronik, Dresden

MeBverfahren und moderne Auswertemethoden
bei Untersuchungen an MOS-Strukturen

Diskussion

Mittagspause

Mitiwoch, 10. Oktober 1973

Festsaal

Nachmittag

13.30—13.50

13.50—14.00

14.00—14.20

14.20—14.30
14.30—14.50

14.50—15.00
15.00—15.30

15.30—16.00

16.00—16.10

16.10—16.30

16.30—16.40

16.40—17.00

W. BUFF, H. GREINER, E. KOHLER, J. STRASSBURG
Technische Hochschule Ilmenau

Ergebnisse von Untersuchungen an MNOS-Transistoren
und die Eignung dieser Transistoren fiir den Einsatz
in integrierten Speichersystemen

Diskussion

J. CHEMNITZ, H. REIMER
Technische Hochschule Ilmenau

Konzeple lur die digitale Anwendung ladungsgekoppelter
Bauelemente zemeinsam mit MIS-Transistoren in einer
integrierten Schaltung

Diskussion

L. ROLL
Arbeitsstelle flir Molekularelektronik, Dresden

Entfernen von Deckschichten durch Ionenitzen

Diskussion
Pause

R. HILLIG, W. KUHNE
Arbeitsstelle fuir Molekularelektrenik, Dresden

Bemerkungen zur allgemeinen Problematik der Anpassung
von Laborentwicklungen an die Bedingungen der
Fertigung von FKS

Diskussion

E. FIRLLE, W. KUHNE, U. REICHELT
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Anwendung spezieller Testscheiben zur kontinuierlichen
Uberwachung des Ferligungsprozesses bei hiufig
wechselndem Typenspekirum

Diskussion

J. HELLRIEGEL
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Digilale Temperaturmessung

13



Mittwoch, 10, Oktober 1973

Festsaal

Vormittag

8.30— 9.00

9.00— 9.10
9.10— 9.30

9.30— 9.40
9.40—10G.00

10.00—-10.10

10.10—10.30
10.30—10.50

10.50—11.00
11.00—11.20

11.20—11.30
11.30—11.50

11.50—12.00
12.00-13.30

14

Themenkomplex: EDV in Enfwicklung und Produktion

D. GARTE, G. HANSEL, M. KOSMOWSKI, W. KUHNE
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

EDV-Einsatz in AMD fiir die Entwicklung und Ferligung

von FKS

Diskussion

G. HINOW

Technische Universitdt Dresden

Zur Methodik der rechnergestiitzten Priifung und
Fehlerermittlung an integrierten Schaltkreisen
unter Beriicksichtigung der IR-Priiftechnik

Diskussion

H. DURR, M. KOSMOWSKI
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Weiterentwicklung des Datenauswertiesystems
zur guantitativen Beschreibung und Analyse und

Steuerung Jdes Herstellungsprozesses von FKS

Diskussion

Pause

E. FIRLLE, G. LUNAU
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Aufbau und Anwendung des Programmpaketes
szDatenspeicher” fiir Auswertedaten

Diskussion

V. KISPERTH, A. PESCHEL
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik, Dresden

Auswerleprogramme fiir spezielle MeBmethoden
in der Entwicklung von FKS

Diskussion

M. GAST, J. NEISES
Arbeitsstelle fir Molekularelektronik, Dresden

Aufbau und Wirkungsweise des Produktionsplanungs-
programms TERMINISIERUNG

Diskussion

Mittagspause

¢ €

Mittwoch, 10. Oktober 1973

Festsaal

Nachmittag

13.30—13.50

15.50—14.00

14.00-14.20

14.20-14.30
14.30—14.50

14.50-15.00

E. FIRLLE, W. KUHNE, U. REICHELT
Arbeitsstelle fir Molekularelekironik, Dresden

Praktische Erfahrungen bei der Anwendung von
Methoden der Versuchsplanung auf Stabilisierungs-
probleme der Fertigung von FKS

Diskussion

M. BROSCH, H. GESELLMANN, G. HUNDER,
L. PELLMANN

Arbeitsstelle fir Molekularelektronik, Dresden

Spezielle Probleme der Fehleranalyse wihrend des
Fertigungsprozesses

Diskussion

K. REHAK, U. REICHELT
Arbeitsstelle flir Molekularelektronik, Dresden

Chargenvergrofferung und Anlagenuntersuchung fiir
Hochtemperaturprozesse mittels Datenauswertung
von Ergebnisprofilen

Diskussion

Anderung vorbehalten

15
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